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(57)【要約】
【課題】  フレキシブル基板に負荷を与えることなく高
精度なアライメントを実現する。
【解決手段】  磁性膜２が形成されたフレキシブル基板
１を支持する基板ホルダ３と、上記磁性膜２を吸着し上
記フレキシブル基板１を上記基板ホルダ３に固定する電
磁石とを備える。そして、磁性膜２が形成されたフレキ
シブル基板１を電磁石から発生する磁力により基板ホル
ダ３に固定し、この状態でフレキシブル基板１とマスク
４との位置合わせを行う工程と、上記マスク４を用いて
パターン形成を行う工程と、上記電磁石をオフして上記
フレキシブル基板１を基板ホルダ３から分離する工程と
を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  磁性膜が形成されたフレキシブル基板を
電磁石から発生する磁力により基板ホルダに固定し、こ
の状態でフレキシブル基板とマスクとの位置合わせを行
うことを特徴とするアライメント方法。
【請求項２】  上記磁性膜は、強磁性金属からなること
を特徴とする請求項１記載のアライメント方法。
【請求項３】  上記磁性膜は、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ又はこ
れらを含む合金からなることを特徴とする請求項２記載
のアライメント方法。
【請求項４】  上記磁性膜の膜厚は１ｎｍ以上５０ｎｍ
以下であることを特徴とする請求項１記載のアライメン
ト方法。
【請求項５】  磁性膜が形成されたフレキシブル基板を
電磁石から発生する磁力により基板ホルダに固定し、こ
の状態でフレキシブル基板とマスクとの位置合わせを行
う工程と、
上記マスクを用いてパターン形成を行う工程と、
上記電磁石をオフして上記フレキシブル基板を基板ホル
ダから分離する工程とを有することを特徴とするパター
ン形成方法。
【請求項６】  上記磁性膜は、強磁性金属からなること
を特徴とする請求項５記載のパターン形成方法。
【請求項７】  上記磁性膜は、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ又はこ
れらを含む合金からなることを特徴とする請求項６記載
のパターン形成方法。
【請求項８】  上記磁性膜の膜厚は１ｎｍ以上５０ｎｍ
以下であることを特徴とする請求項５記載のパターン形
成方法。
【請求項９】  磁性膜が形成されたフレキシブル基板を
支持する基板ホルダと、
上記磁性膜を吸着し上記フレキシブル基板を上記基板ホ
ルダに固定する電磁石とを備えることを特徴とするアラ
イメント装置。
【請求項１０】  上記電磁石から磁力を発生させること
により、上記基板ホルダに上記フレキシブル基板を固定
することを特徴とする請求項９記載のアライメント装
置。
【請求項１１】  上記電磁石をオフすることにより、上
記基板ホルダから上記フレキシブル基板を分離すること
を特徴とする請求項９記載のアライメント装置。
【請求項１２】  上記磁性膜は、強磁性金属からなるこ
とを特徴とする請求項９記載のアライメント装置。
【請求項１３】  上記磁性膜は、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ又は
これらを含む合金からなることを特徴とする請求項１２
記載のアライメント装置。
【請求項１４】  上記磁性膜の膜厚は１ｎｍ以上５０ｎ
ｍ以下であることを特徴とする請求項９記載のアライメ
ント装置。
【請求項１５】  フレキシブル基板の一主面上に有機エ*
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*レクトロルミネッセンス素子が形成されてなる有機エレ
クトロルミネッセンス表示装置において、
上記フレキシブル基板の他主面上に磁性膜が形成され、
磁力により上記フレキシブル基板を固定した状態でマス
クと上記フレキシブル基板とをアライメントし、パター
ン形成が行われたことを特徴とする有機エレクトロルミ
ネッセンス表示装置。
【請求項１６】  上記磁性膜は、強磁性金属からなるこ
とを特徴とする請求項１５記載の有機エレクトロルミネ
ッセンス表示装置。
【請求項１７】  上記磁性膜は、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ又は
これらを含む合金からなることを特徴とする請求項１６
記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１８】  上記フレキシブル基板の他主面側から
画像表示することを特徴とする請求項１５記載の有機エ
レクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１９】  上記磁性膜の膜厚は１ｎｍ以上５０ｎ
ｍ以下であることを特徴とする請求項１８記載の有機エ
レクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２０】  上記フレキシブル基板の一主面側から
画像表示することを特徴とする請求項１５記載の有機エ
レクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２１】  磁性膜が形成されたフレキシブル基板
を電磁石から発生する磁力により基板ホルダに固定し、
この状態でフレキシブル基板とマスクとの位置合わせを
行う工程と、
上記マスクを用いて有機エレクトロルミネッセンス素子
をパターン形成する工程と、
上記電磁石をオフして上記フレキシブル基板を基板ホル
ダから分離する工程とを有することを特徴とする有機エ
レクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項２２】  上記磁性膜は、強磁性金属からなるこ
とを特徴とする請求項２１記載の有機エレクトロルミネ
ッセンス表示装置の製造方法。
【請求項２３】  上記磁性膜は、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ又は
これらを含む合金からなることを特徴とする請求項２２
記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方
法。
【請求項２４】  上記フレキシブル基板の上記磁性膜が
形成された主面側から画像表示することを特徴とする請
求項２１記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置
の製造方法。
【請求項２５】  上記磁性膜の膜厚は１ｎｍ以上５０ｎ
ｍ以下であることを特徴とする請求項２４記載の有機エ
レクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項２６】  上記フレキシブル基板の上記磁性膜が
形成された主面の反対側から画像表示することを特徴と
する請求項２１記載の有機エレクトロルミネッセンス表
示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、フレキシブル基板
とマスクとの位置決めを行うアライメント方法、パター
ン形成方法及びアライメント装置、並びに有機エレクト
ロルミネッセンス表示装置及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来から、液晶表示装置に比べて応答速
度が大きく、視野角依存性がない等の長所を有すること
から、発光素子として有機ＥＬ（エレクトロルミネッセ
ンス）素子を用いた有機ＥＬ表示装置の研究開発が盛ん
に行われている。一般に、有機ＥＬ素子は、ガラス等の
基板上にＩＴＯからなるアノード、正孔輸送層、有機発
光層、電子輸送層及びカソードが順次成膜されてなり、
ガラス基板状にマトリクス状に配されている。
【０００３】有機ＥＬ表示装置を作製する際には、アノ
ード及びカソードを互いに直交するように微細なストラ
イプ状にパターニングするために、このとき用いるシャ
ドーマスクと基板とを正確にアライメントする必要があ
る。
【０００４】ところで近年、フレキシブル基板上に有機
ＥＬ素子が形成されてなる有機ＥＬ表示装置が注目され
ている。フレキシブル基板を用いた有機ＥＬ表示装置
は、従来のガラス基板等を用いたものに比べて高い形状
の自由度を実現し、折り曲げた状態での使用や、ロール
状に丸めた状態で収納する等の様々な形態での使用を可
能とする等、今までにない利点を有する。
【０００５】上述したフレキシブル基板を用いた有機Ｅ
Ｌ表示装置の製造に際しても、フレキシブル基板とシャ
ドーマスクとのアライメント作業が必要であるが、フレ
キシブル基板自体が可撓性を有するためにフレキシブル
基板が撓み、アライメントが極めて困難となる。
【０００６】そこで、フレキシブル基板の撓み等を防止
してアライメント精度を向上させるために、ガラス等か
らなる平板状の基板ホルダに接着剤等を用いてフレキシ
ブル基板を貼り合わせ、フレキシブル基板とシャドーマ
スクとのアライメントを行う手法が提案されている。
【０００７】この手法では、先ず、フレキシブル基板と
基板ホルダとを接着剤により張り合わせて、フレキシブ
ル基板を基板ホルダに固定する。次に、基板ホルダに固
定されたフレキシブル基板とシャドーマスクとの位置合
わせを行う。次に、基板ホルダに固定された状態のフレ
キシブル基板に対して、シャドーマスクの開口部を介し
て有機ＥＬ材料、金属陰極材料等を蒸着することによっ
て、フレキシブル基板上に有機ＥＬ素子を形成する。最
後に、有機ＥＬ素子が形成されたフレキシブル基板を基
板ホルダから分離し、引き続く表示装置製造工程に供す
る。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この手
法においては、基板ホルダとフレキシブル基板とを分離
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する際に、接着剤の接着力を上回る力でフレキシブル基
板を基板ホルダから引き剥がす必要があるため、フレキ
シブル基板に過大な負荷がかかり、成膜した膜が剥離す
る、カソードが断線する等の有機ＥＬ素子の破壊やフレ
キシブル基板自体の損傷を招き、歩留まりの低下を引き
起こすおそれがある。
【０００９】そこで本発明はこのような従来の実情に鑑
みて提案されたものであり、フレキシブル基板に負荷を
与えることなく高精度なアライメントを実現するアライ
メント方法及びアライメント装置を提供することを目的
とする。また、高い歩留まりにて高精細な画像表示を実
現する有機エレクトロルミネッセンス表示装置及びその
製造方法を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた
めに、本発明に係るアライメント方法は、磁性膜が形成
されたフレキシブル基板を電磁石から発生する磁力によ
り基板ホルダに固定し、この状態でフレキシブル基板と
マスクとの位置合わせを行うことを特徴とする。
【００１１】以上のように構成されたアライメント方法
では、基板ホルダにフレキシブル基板を固定させる手段
として、基板ホルダの有する電磁石が、予めフレキシブ
ル基板に形成された磁性膜を磁力によって吸着すること
を利用する。このため、電磁石の磁力を制御すること
で、フレキシブル基板に負荷をかけることなく、基板ホ
ルダとフレキシブル基板との固定及び分離を容易に行う
ことができる。
【００１２】また、本発明に係るパターン形成方法は、
磁性膜が形成されたフレキシブル基板を電磁石から発生
する磁力により基板ホルダに固定し、この状態でフレキ
シブル基板とマスクとの位置合わせを行う工程と、上記
マスクを用いてパターン形成を行う工程と、上記電磁石
をオフして上記フレキシブル基板を基板ホルダから分離
する工程とを有することを特徴とする。
【００１３】以上のようなパターン形成方法は、基板ホ
ルダにフレキシブル基板を固定させる手段として、基板
ホルダの有する電磁石が、予めフレキシブル基板に形成
された磁性膜を磁力によって吸着することを利用する。
このため、電磁石の磁力を制御することで、フレキシブ
ル基板に負荷をかけることなく、基板ホルダとフレキシ
ブル基板との固定及び分離を容易に行うことができる。
【００１４】また、本発明に係るアライメント装置は、
磁性膜が形成されたフレキシブル基板を支持する基板ホ
ルダと、上記磁性膜を吸着し上記フレキシブル基板を上
記基板ホルダに固定する電磁石とを備えることを特徴と
する。
【００１５】以上のようなアライメント装置では、基板
ホルダにフレキシブル基板を固定させる手段として、基
板ホルダの有する電磁石が、予めフレキシブル基板に形
成された磁性膜を磁力によって吸着することを利用す
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る。このため、電磁石の磁力を制御することで、フレキ
シブル基板に負荷をかけることなく、基板ホルダとフレ
キシブル基板との固定及び分離を容易に行うことができ
る。
【００１６】また、本発明に係る有機エレクトロルミネ
ッセンス表示装置は、フレキシブル基板の一主面上に有
機エレクトロルミネッセンス素子が形成されてなる有機
エレクトロルミネッセンス表示装置において、上記フレ
キシブル基板の他主面上に磁性膜が形成され、磁力によ
り上記フレキシブル基板を固定した状態でマスクと上記
フレキシブル基板とをアライメントし、パターン形成が
行われたことを特徴とする。
【００１７】以上のような有機エレクトロルミネッセン
ス表示装置は、基板ホルダの有する電磁石が予めフレキ
シブル基板に形成された磁性膜を磁力によって吸着する
ことを利用して、基板ホルダにフレキシブル基板を固定
させ、この状態でフレキシブル基板上に有機エレクトロ
ルミネッセンス素子が形成されてなる。電磁石の磁力を
制御してフレキシブル基板とマスクとの固定を行うこと
で、基板ホルダとフレキシブル基板との固定及び分離を
容易に行うことが可能となり、フレキシブル基板に負荷
をかけることがない。
【００１８】また、本発明に係る有機エレクトロルミネ
ッセンス表示装置の製造方法は、磁性膜が形成されたフ
レキシブル基板を電磁石から発生する磁力により基板ホ
ルダに固定し、この状態でフレキシブル基板とマスクと
の位置合わせを行う工程と、上記マスクを用いて有機Ｅ
Ｌ素子をパターン形成する工程と、上記電磁石をオフし
て上記フレキシブル基板を基板ホルダから分離する工程
とを有することを特徴とする。
【００１９】以上のような有機エレクトロルミネッセン
ス表示装置の製造方法では、基板ホルダにフレキシブル
基板を固定させる手段として、基板ホルダの有する電磁
石が、予めフレキシブル基板に形成された磁性膜を磁力
によって吸着することを利用する。このため、電磁石の
磁力を制御することで、フレキシブル基板に負荷をかけ
ることなく、基板ホルダとフレキシブル基板との固定及
び分離を容易に行うことができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】以下、本発明を適用したアライメ
ント方法及びアライメント装置、並びに有機エレクトロ
ルミネッセンス表示装置について、図面を参照しながら
詳細に説明する。
【００２１】〔第１の実施の形態〕以下、フレキシブル
基板とシャドーマスクとのアライメントを行うアライメ
ント方法及びこの方法を実現するためのアライメント装
置について説明する。
【００２２】先ず、フレキシブル基板とシャドーマスク
とのアライメントに先だって、図１に示すように、フレ
キシブル基板１の一主面上に磁性膜２を形成する。
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【００２３】磁性膜２を構成する材料としては、例えば
Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ又はこれらを含む合金等の強磁性金属
等を用いることが好ましく、これにより磁性膜２の膜厚
を薄くした場合でも後述する基板ホルダに対する吸着力
を確保できる。磁性膜２を形成する方法としては、スパ
ッタ法等の物理的成膜法や、磁性材料が被着されたテー
プをフレキシブル基板１に貼り合わせる方法等が挙げら
れる。
【００２４】なお、フレキシブル基板１が画像表示装置
の基板として用いられ、且つ発光素子からの光を透過す
る発光面を構成する場合には、磁性膜２の膜厚は１ｎｍ
以上５０ｎｍ以下であることが好ましい。磁性膜２の膜
厚が上記範囲内であることにより、基板ホルダに対する
確実な吸着と良好な可視光透過率とを両立できる。これ
に対して磁性膜２の膜厚が１ｎｍ未満である場合、基板
ホルダに対する吸着力が不十分となるためにフレキシブ
ル基板１が撓んでアライメント精度が低下し、逆に磁性
膜２の膜厚が５０ｎｍを上回る場合、可視光透過率が低
下して画像表示装置としての表示品質が損なわれるおそ
れがある。
【００２５】次に、フレキシブル基板１とマスクとの位
置合わせ時の作業性を向上させるために、図２に示すよ
うな基板ホルダ３にフレキシブル基板１を密着固定させ
る。この基板ホルダ３は、電磁石を有しており、電磁石
のコイルに電流を流すことにより磁力を発生する。具体
的には、上述した磁性膜２と基板ホルダ３とが当接する
ように、磁性膜２が形成されたフレキシブル基板１を電
磁石が備えられた基板ホルダ３上に置き、電磁石のコイ
ルに電流を流すことにより磁力を発生させ、磁性膜２を
基板ホルダ３に対して吸着させる。これにより、フレキ
シブル基板１は、磁性膜２を介して基板ホルダ３に密着
固定される。
【００２６】次に、図３に示すように、フレキシブル基
板１の上方にシャドーマスク４を配する。そして、基板
ホルダ３の電磁石のコイルに流す電流を維持した状態
で、図４（ａ）に示すように基板ホルダ３とシャドーマ
スク４とを例えばＸＹステージにて相対移動させること
により、図４（ｂ）に示すように基板ホルダ３のアライ
メントマークとシャドーマスク４のアライメントマーク
とを正確に合わせ、フレキシブル基板１とシャドーマス
ク４とを位置合わせする。このとき、フレキシブル基板
１が基板ホルダ３に密着固定された状態とされているた
め、フレキシブル基板１に撓み等を生じることなくシャ
ドーマスク４とのアライメントを高精度にて実現する。
【００２７】次に、シャドーマスク４の開口部を介し
て、フレキシブル基板１上に任意の材料をパターン形成
する。
【００２８】最後に、基板ホルダ３の電磁石への電流を
止めて磁力を消失させることにより、基板ホルダ３に対
する磁性膜２の吸着を解除する。すなわち、基板ホルダ
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7
３とフレキシブル基板１との密着固定を解除して、基板
ホルダ３からフレキシブル基板１を分離する。
【００２９】以上のようなアライメント方法では、フレ
キシブル基板１を基板ホルダ３に密着固定させる手段と
して基板ホルダ３が備える電磁石の磁力を利用するの
で、アライメント完了後に電磁石の電流を止めるだけで
フレキシブル基板１と基板ホルダ３とを容易に分離する
ことができる。したがって、フレキシブル基板を用いる
場合であっても高精度なアライメントを実現し、また、
フレキシブル基板１やフレキシブル基板１上に成膜され
た膜に損傷を与えることなく、高い歩留まりを実現でき
る。
【００３０】〔第２の実施の形態〕以下、本発明のアラ
イメント方法を適用して、基板としてフレキシブル基板
を用い、フレキシブル基板側から画像を表示する方式の
有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）表示装置を製造
する方法について説明する。
【００３１】有機ＥＬ表示装置１０の要部斜視図を、図
５に示す。有機ＥＬ表示装置１０は、可視光透過率の高
い材料からなるフレキシブル基板１１の一主面上に、ス
トライプ状に陽極となる透明電極１２が複数形成され、
この上に透明電極１２と直交するようにしてストライプ
状の有機ＥＬ膜１３が複数形成され、その上に陰極１４
が複数形成されて構成されたものであり、陽極である透
明電極１２と、陰極１４とが交差する位置に、有機ＥＬ
素子１５が形成されている。また、フレキシブル基板１
１の他主面上には、磁性膜１６が形成されている。な
お、図５に示す有機ＥＬ表示装置１０はフルカラーの表
示装置であり、有機ＥＬ膜１３として、赤色（Ｒ）、緑
色（Ｇ）及び青色（Ｂ）の有機ＥＬ膜を有する。
【００３２】有機ＥＬ素子１５の断面図を、図６に示
す。有機ＥＬ素子１５は、フレキシブル基板１１の磁性
膜１６が形成された側と反対側の主面上に、陽極として
ＩＴＯ（Indium tin oxide）等からなる透明電極１２
と、正孔輸送層１３ａと電子輸送層及び発光層の機能を
兼ねた発光層１３ｂとを積層してなる有機ＥＬ膜１３
と、Ａｌ等の金属からなる陰極１４とが順次積層されて
構成される。
【００３３】この有機ＥＬ表示装置１０においては、図
示しないドライバＩＣによって有機ＥＬ素子１５の透明
電極１２に正の電圧を、陰極１４に負の電圧をそれぞれ
印加することにより、透明電極１２から注入され正孔輸
送層１３ａを経た正孔が、また陰極１４から注入された
電子が、それぞれ発光層１３ｂに到達する。この結果、
発光層１３ｂにおいて電子と正孔との再結合が生じ、所
定波長の光が発生し、図６中矢印で示すように、フレキ
シブル基板１１側から磁性膜１６を透過して外部へ出射
する。
【００３４】なお、有機ＥＬ膜１３中の発光層は、図６
に示すように電子輸送層と発光層との機能を兼ねる場合
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に限定されず、正孔輸送層と発光層との機能を兼ねる場
合、電子輸送層及び正孔輸送層とは独立して機能する場
合のいずれであっても構わない。
【００３５】以下、図５に示す有機ＥＬ表示装置１０の
製造方法について説明する。
【００３６】先ず、図７に示すように、フレキシブル基
板１１の有機ＥＬ素子１５の形成面と反対側の主面上
に、磁性膜１６を形成する。この磁性膜１６は、第１の
実施の形態で詳述した磁性膜２と同様の構成とすること
ができる。
【００３７】なお、フレキシブル基板１１は、有機ＥＬ
表示装置１０の発光面を構成するため、磁性膜１６の膜
厚を１ｎｍ以上５０ｎｍ以下とすることが好ましい。磁
性膜２の膜厚を上記範囲内とすることにより、基板ホル
ダに対する確実な吸着と良好な可視光透過率とを両立で
きる。これに対して磁性膜１６の膜厚を１ｎｍ未満とし
た場合、基板ホルダに対する吸着力が不十分なためにフ
レキシブル基板１１が撓んでアライメント精度が低下
し、逆に磁性膜１６の膜厚を５０ｎｍより大とした場
合、可視光透過率が低下して表示装置としての表示品質
が損なわれるおそれがある。
【００３８】次に、フレキシブル基板１１とマスクとの
位置合わせ時の作業性を向上させるために、図８に示す
ような基板ホルダ１７にフレキシブル基板１１を密着固
定させる。この基板ホルダ１７は、第１の実施の形態で
用いた基板ホルダ３と同様に、電磁石を備えており、電
磁石のコイルに電流を流すことにより磁力を発生する。
具体的には、上述した磁性膜１６と基板ホルダ１７とが
当接するように、磁性膜１６が形成されたフレキシブル
基板１１を電磁石が備えられた基板ホルダ１７上に置
き、電磁石のコイルに電流を流すことにより磁力を発生
させ、磁性膜１６を基板ホルダ１７に対して吸着させ
る。これにより、フレキシブル基板１１は、磁性膜１６
を介して基板ホルダ１７に密着固定される。
【００３９】次に、図９に示すように、基板ホルダ１７
でフレキシブル基板１１を固定した状態で、スパッタリ
ング等の物理的成膜法によりフレキシブル基板１１上に
ＩＴＯからなる薄膜を形成し、フォトリソグラフィ工程
及びエッチング工程を経て、ストライプ形状の透明電極
１２を得る。本発明では、フレキシブル基板１１を基板
ホルダ１７で固定しているため、フォトリソグラフィ工
程で露光を行う際に用いるマスクとフレキシブル基板１
１とのアライメントを行う際に、フレキシブル基板１１
が撓むことなく正確なアライメントが実現され、透明電
極１２を精度良く形成できる。
【００４０】次に、基板ホルダ１７にフレキシブル基板
１１を固定させた状態のまま、透明電極１２と直交する
ようなストライプ状の開口を有するシャドーマスクを透
明電極１２が形成されたフレキシブル基板１１上に配
し、シャドーマスクとフレキシブル基板１１とのアライ
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9
メントを行う。そして、正孔輸送層１３ａと電子輸送層
及び発光層の機能を兼ねた発光層１３ｂとを蒸着法によ
り順次成膜し、図１０に示すように有機ＥＬ膜１３を形
成する。本発明では、フレキシブル基板１１を基板ホル
ダ１７で固定しているため、シャドーマスクとフレキシ
ブル基板１１とのアライメントを行う際に、フレキシブ
ル基板１１が撓むことなく正確なアライメントが実現さ
れ、有機ＥＬ膜１３を精度良く形成できる。
【００４１】次に、透明電極１２及び有機ＥＬ膜１３が
形成されたフレキシブル基板１１上に有機ＥＬ膜１３と
平行なストライプ状の開口を有するシャドーマスクを有
機ＥＬ膜１３及び透明電極１２が形成されたフレキシブ
ル基板１１上に配し、シャドーマスクとフレキシブル基
板１１とのアライメントを行う。そして、Ａｌ等の金属
を蒸着法により成膜し、図１１に示すように陰極１４を
形成し、有機ＥＬ素子１５が作製される。本発明では、
フレキシブル基板１１を基板ホルダ１７で固定している
ため、シャドーマスクとフレキシブル基板１１とのアラ
イメントを行う際に、フレキシブル基板１１が撓むこと
なく正確なアライメントが実現され、陰極１４を精度良
く形成できる。
【００４２】次に、図１２に示すように、基板ホルダ１
７の電磁石への電流を止めて磁力を消失させることによ
り、フレキシブル基板１１上に形成された磁性膜１６の
吸着を解除する。すなわち、基板ホルダ１７とフレキシ
ブル基板１１との密着固定を解除して、基板ホルダ１７
からフレキシブル基板１１を分離する。そして、封止工
程等を経ることにより、有機ＥＬ表示装置１０が完成す
る。
【００４３】以上のような有機ＥＬ表示装置の製造方法
では、フレキシブル基板１１とシャドーマスクとをアラ
イメントする際にフレキシブル基板１１を基板ホルダ１
７に密着固定させる手段として、基板ホルダ１７が備え
る電磁石の磁力を利用するので、アライメント完了後に
電磁石のコイルへの電流を止めるだけでフレキシブル基
板１１と基板ホルダ１７とを容易に分離することができ
る。すなわち、フレキシブル基板を用いる場合であって
も撓みを生じることなく高精度なアライメントを実現す
るとともに、基板ホルダ１７からの分離時にフレキシブ
ル基板１１やフレキシブル基板１１上に形成された有機
ＥＬ素子１５に損傷を与えることがない。したがって、
本発明によれば、高精細な有機ＥＬ表示装置を高い歩留
まりにて製造できる。また、上述の方法で製造された有
機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ素子が精度良くパターニン
グされており、高精細な画像表示を実現したものとな
る。
【００４４】なお、上述の製造方法では、マスクとフレ
キシブル基板とのアライメントが行われる全ての工程に
おいて本発明のアライメント方法を適用する場合を例に
挙げたが、有機ＥＬ表示装置を製造する少なくとも１つ
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の工程に適用すればよい。
【００４５】また、上述の説明では、フレキシブル基板
１１上に陽極である透明電極１２と正孔輸送層１３ａと
発光層１３ｂと陰極１４とがこの順に積層されてなる有
機ＥＬ素子１５を備え、フレキシブル基板１１側から発
光を取り出して画像を表示する構造の有機ＥＬ表示装置
１０を例として挙げたが、有機ＥＬ表示装置の構造及び
積層の順番に関しては、特に限定されるものではない。
例えば、本発明は、図１３に示すように、裏面側に磁性
膜１６が形成されたフレキシブル基板１１上に、Ａｌ等
からなる陰極１４と有機ＥＬ膜１３とＩＴＯ等からなる
透明電極１２とがこの順に積層されてなり、透明電極１
２側から図１３中矢印に示すように発光を取り出して画
像を表示する構造の有機ＥＬ表示装置２０を製造する際
に適用することももちろん可能である。この場合、フレ
キシブル基板１１側から画像表示を行わないので、磁性
膜１６の可視光透過率を考慮して磁性膜１６の膜厚を薄
くする必要はない。
【００４６】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係るアラ
イメント方法では、基板ホルダにフレキシブル基板を固
定させる手段として、基板ホルダの有する電磁石が、予
めフレキシブル基板に形成された磁性膜を磁力によって
吸着することを利用する。このため、電磁石の磁力を制
御することで、フレキシブル基板に負荷をかけることな
く、基板ホルダとフレキシブル基板との固定及び分離を
容易に行うことができる。したがって、本発明によれ
ば、フレキシブル基板及びフレキシブル基板上の構造に
損傷を与えることがなく高い歩留まりを実現し、且つ高
精度にてアライメントを行うことができる。
【００４７】また、発明に係るパターン形成方法では、
基板ホルダにフレキシブル基板を固定させる手段とし
て、基板ホルダの有する電磁石が、予めフレキシブル基
板に形成された磁性膜を磁力によって吸着することを利
用する。このため、電磁石の磁力を制御することで、フ
レキシブル基板に負荷をかけることなく、基板ホルダと
フレキシブル基板との固定及び分離を容易に行うことが
できる。したがって、本発明によれば、フレキシブル基
板及びフレキシブル基板上の構造に損傷を与えることが
なく高い歩留まりを実現し、且つ高精度なパターンを形
成することができる。
【００４８】また、以上のようなアライメント装置で
は、基板ホルダにフレキシブル基板を固定させる手段と
して、基板ホルダの有する電磁石が、予めフレキシブル
基板に形成された磁性膜を磁力によって吸着することを
利用する。このため、電磁石の磁力を制御することで、
フレキシブル基板に負荷をかけることなく、基板ホルダ
とフレキシブル基板との固定及び分離を容易に行うこと
ができる。したがって、本発明によれば、フレキシブル
基板及びフレキシブル基板上の構造に損傷を与えること
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がなく高い歩留まりを実現し、且つ高精度にてアライメ
ントを行うことが可能なアライメント装置を提供するこ
とができる。
【００４９】また、以上のような有機エレクトロルミネ
ッセンス表示装置は、以上のような有機エレクトロルミ
ネッセンス表示装置は、基板ホルダの有する電磁石が予
めフレキシブル基板に形成された磁性膜を磁力によって
吸着することを利用して、基板ホルダにフレキシブル基
板を固定させ、この状態でフレキシブル基板上に有機エ
レクトロルミネッセンス素子が形成されてなる。電磁石
の磁力を制御してフレキシブル基板とマスクとの固定を
行うことで、基板ホルダとフレキシブル基板との固定及
び分離を容易に行うことが可能となり、フレキシブル基
板に負荷をかけることがない。したがって、本発明によ
れば、高い歩留まりにて高精細な画像表示を実現する有
機エレクトロルミネッセンス表示装置を提供することが
できる。
【００５０】また、以上のような有機エレクトロルミネ
ッセンス表示装置の製造方法では、基板ホルダにフレキ
シブル基板を固定させる手段として、基板ホルダの有す
る電磁石が、予めフレキシブル基板に形成された磁性膜
を磁力によって吸着することを利用する。このため、電
磁石の磁力を制御することで、フレキシブル基板に負荷
をかけることなく、基板ホルダとフレキシブル基板との
固定及び分離を容易に行うことができる。したがって、
本発明によれば、高い歩留まりにて高精細な画像表示を
実現する有機エレクトロルミネッセンス表示装置を製造
することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】磁性膜が形成されたフレキシブル基板を示す斜
視図である。
【図２】基板ホルダにフレキシブル基板が固定された状
態を示す斜視図である。
【図３】基板ホルダ上にシャドーマスクを配した状態を*

12
*示す斜視図である。
【図４】基板ホルダとシャドーマスクとをアライメント
する状態を示す斜視図である。
【図５】有機ＥＬ表示装置の要部概略斜視図である。
【図６】有機ＥＬ素子の要部概略断面図である。
【図７】磁性膜が形成されたフレキシブル基板を示す要
部概略断面図である。
【図８】基板ホルダにフレキシブル基板が固定された状
態を示す要部概略断面図である。
【図９】フレキシブル基板上に透明電極を形成した状態
を示す要部概略断面図である。
【図１０】透明電極上に有機ＥＬ膜を形成した状態を示
す要部概略断面図である。
【図１１】有機ＥＬ膜上に陰極を形成した状態を示す要
部概略断面図である。
【図１２】基板ホルダからフレキシブル基板を分離した
状態を示す要部概略断面図である。
【図１３】有機ＥＬ素子の他の例を示す要部概略断面図
である。
【符号の説明】
１    フレキシブル基板
２    磁性膜
３    基板ホルダ
４    シャドーマスク
１０    表示装置
１１    フレキシブル基板
１２    透明電極
１３    有機ＥＬ膜
１４    陰極
１５    有機ＥＬ素子
１６    磁性膜
１７    基板ホルダ
２０    有機ＥＬ表示装置

【図１】 【図２】 【図３】 【図７】

【図８】

【図９】



(8) 特開２００３－１７３８７２

【図４】 【図５】 【図６】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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